
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
フラットパネルディスプイに用いるためのレセプタ上にスペーサを選択的に配置するため
の方法であって、
（ｉ）レセプタと、
（ａ）支持体、
（ｂ）転写可能スペーサ層、および
（ｃ）任意の接着層、
をこの順で含む熱転写ドナーシートとを提供 ステップと、
（ｉｉ）前記レセプタを前記熱転写ドナーシートの前記転写可能スペーサ層と密に接触さ
せて配置するステップと、
（ｉｉｉ）前記輻射線吸収体により吸収されて、前記熱転写ドナーシートの前記転写可能
スペーサ層の照射された領域を前記レセプタに転写するのに十分な熱に変換される画像形
成輻射線を用いて、前記熱転写ドナーシートまたは前記レセプタの少なくとも１つを画像
状パターンに照射するステップと、
（ｉｖ）前記照射された領域内で前記転写可能スペーサ層を前記レセプタに転写するステ
ップと、
（ｖ）前記熱転写ドナーシートを除去して、前記照射された領域に対応するスペーサ部材
を前記レセプタ上に形成するステップと
を含
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【請求項２】
フラットパネルディスプイに用いるためのレセプタ上にスペーサを選択的に配置するため
の方法であって、
（ｉ）第１の表面と第２の表面とを有するレセプタと、
（ａ）支持体、
（ｂ）第１の輻射線吸収体を含む光熱変換層、
（ｃ）転写可能スペーサ層、および
（ｄ）任意の接着層
をこの順で含む熱転写ドナーシートとを するステップと、
（ｉｉ）前記レセプタの前記第１の表面を前記熱転写ドナーシートの前記転写可能スペー
サ層と密に接触させて配置するステップと、
（ｉｉｉ）前記第１の輻射線吸収体により吸収されて、前記熱転写ドナーシートの前記転
写可能スペーサ層の照射された領域を前記レセプタの前記第１の表面に転写するのに十分
な熱に変換される画像形成輻射線を用いて、前記熱転写ドナーシートまたは前記レセプタ
の少なくとも１つを画像状パターンに照射するステップと、
（ｉｖ）前記照射された領域内で前記転写可能スペーサ層を前記レセプタの前記第１の表
面に転写するステップと、
（ｖ）前記熱転写ドナーシートを除去して、前記照射された領域に対応するスペーサ部材
を前記レセプタの前記第１の表面上に形成するステップと
を含む方法。
【請求項３】
前記レセプタ、前記支持体、前記転写可能スペーサ層または前記任意の接着層の少なくと
も１つが前記画像形成輻射線を吸収する第２の輻射線吸収体を含む 請求項２に記載の方
法。
【請求項４】
前記熱転写ドナーシートの前記光熱変換層と前記転写可能スペーサ層との間に挿入された
転写不能中間層を更に含む 請求項２に記載の方法。
【請求項５】
前記レセプタ、前記支持体、前記転写不能中間層または前記転写可能スペーサ層の少なく
とも１つが、前記画像形成輻射線を吸収して、前記輻射線を熱に変換する第２の輻射線吸
収体を含む 請求項４に記載の方法。
【請求項６】
前記レセプタが前記第１の表面上に付着された接着剤トップコートを更に含む 請求項２
に記載の方法。
【請求項７】
前記転写可能スペーサ層が前記スペーサ層の厚みより小さい間隔寸法を有する粒子を含む
複合材である 請求項２に記載の方法。
【請求項８】
前記転写可能スペーサ層が前記スペーサ層の厚みより大きな平均間隔寸法を有する粒子を
含む複合材である 請求項２に記載の方法。
【請求項９】
（ｖｉ）前記スペーサ部材を基板に取り付けて前記基板と前記レセプタとの間にキャビテ
ィを形成するステップと、
（ｖｉｉ）前記キャビティを液晶材料で充填するステップと、
（ｖｉｉｉ）前記基板の周囲を前記レセプタに対してシールするステップと を更に含む

請求項２に記載の方法。
【請求項１０】
フラットパネルディスプレイにおいてレセプタ上にスペーサを選択的に配置する際に用い
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前記レセプタ、前記支持体、前記スペーサ層または前記任意の接着層の少なくとも１つが
輻射線吸収体を含むことを特徴とする方法
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るのに適する熱転写ドナーシートであって、
（ｉ）支持体と、
（ｉｉ）画像形成輻射線の第１の部分を吸収して、画像形成輻射線の前記第１の部分を熱
に変換する第１の輻射線吸収体を含む光熱変換層と、
（ｉｉｉ）前記転写可能スペーサ層の厚みより大きな平均間隔寸法を有する粒子がバイン
ダー中に分散されている複合材を含む転写可能スペーサ層と、
（ｉｖ）任意の接着剤層と
を含む熱転写ドナーシート。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、 フラットパネルディスプレイにおいて均一
な間隔および構造支持体を するための方法および材料に関する。更に詳しくは、本発
明は、熱転写ドナーシートおよび画像形成輻射線源を用いてスペーサを正確に配置するこ
とに関する。
背景技術
フラットパネルディスプレイ（すなわち、液晶ディスプレイ、エレクトロルミネセンスデ
ィスプレイ、真空蛍光ディスプレイ、電解放射ディスプレイおよびプラズマディスプレイ
）の構造体内の間隔および機械的力の制御は、対応する装置の性能に対して極めて重要で
あることが多く、また対応するディスプレイ内に物理的なスペーサを設けることかどうか
に依存する。例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）において、ディスプレイを出る光の偏
光は液晶層を通る光路の長さによりある程度制御される。現在のディスプレイ技術におい
て、液晶層の厚みはスペーサによって決まり、スペーサは、粒子（球状ビードまたは繊維
）、柱状構造体（すなわち、ポストまたはピラー）、ミクロリブ等の形態をとることが可
能である。スペーサは軽量大型ディスプレイが望まれるにつれて次第に重要になってきて
いる。軽量化ディスプレイパネルを達成するため、ガラスより遥かに軽量であるがゆえに
透明高分子基板が一般に用いられる。しかし、高分子基板はガラスより可撓性が高いため
、ディスプレイパネル全体を通した均一な厚みを維持するためにスペーサ群を更に密にす
ることが必要である。液晶層の厚みを制御するための最も一般的且つ安価な方法は、基板
または整列層の表面全体にわたってサイズ分布範囲の狭い粒子のランダム配列を載せるこ
とである。この方法では、粒子の配置に対して制御がなされていないため、ディスプレイ
ウィンドウに粒子が出現する割合が高く、ディスプレイを通過することが可能な光量を減
少させるという点で明らかな欠点を有している。多くの用途において、粒子は基板に定着
されず、また転移または移動する可能性があるため、ディスプレイセルにおけるウィンド
ウエリアに異物が現れる原因になる。噴霧塗布は製造方法においてさらに別の問題を提起
する。ディスプレイは、液晶ディスプレイに対する光学的な品質要件を満足させるために
クラス１０から１００のクリーンルーム内で組立てられる。表面に粒子を噴霧すると多く
の粒子が空中に浮遊することになり、クラス１０から１００の標準の維持が困難になる。
層を薄くすることを望むほど、必要な粒子は小さくなり、取り扱いおよび塗布が難しくな
る。
上述した液晶ディスプレイにおける欠点を解決するための１つの試みは、米国特許第４，
７２０，１７３号、特願平７－３２５２９８、特願平５－２０３９６７、および特願平２
－２２３９２２に開示されている。これらの出願において、フォトレジスト材料は基板に
結合され、画像形成され現像されて、スペーサそのものを形成する。この方法によって基
板上により厳密にスペーサを配置することができるようになるが、現像ステップが必要な
ために上記の方法にさらに別のステップが追加されることになる。湿式現像は、処分を要
する廃現像液も発生させる。現像剤の多くは、溶剤を含有するか、またはｐＨが高いため
、安全のための特殊な取り扱いおよび／または連邦および州の環境規制を満足させるため
の特殊な処分を必要とする。フォトレジストを用いる時には、スペーサの均一な厚みを維
持することも更に困難である。例えば、現像剤は、ある場所において他の場所より表面か
ら多くエッチングされる可能性がある。
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液晶ディスプレイにおいて間隔を制御する別方式のアプローチは、米国特許第５，２６８
，７８２号に記載されている。この場合、微細構造の基板は１つの部材に一体化されたス
ペーサおよび基板の両方として用いられている。ウィンドウエリアにおける干渉を最小に
するために、微細構造の基板は一般に一連の平行なリッジ（ミクロリブ）からなる。光学
ウインドウ内のスペーサの割合が最小になっても、ストリッピング効果はディスプレイで
目に見える。更に、スペーサのためにミクロリブを用いる場合、高粘度液晶を載せること
は更に困難である。例えば、層内に光学的欠陥を生じさせる空気の閉じ込めを伴わずに高
粘度液晶を載せることは困難である。
費用対効果に優れ、信頼性があり且つディスプレイパネルの光学的な一体性を妨害しない
構造的な支持スペーサを正確に配置するための方法および材料に対する必要性が明らかに
存在する。
発明の開示
本発明は、ディスプレイウィンドウ外の指定された位置に均一なスペーサを正確に配置す
るために、熱転写ドナーシートおよび画像形成輻射線を用いてレセプタ上に構造的な支持
スペーサを配置するための方法および材料を用いることにより先行技術の欠点を解決する
ものである。
本発明は、（ａ）支持体と、（ｂ）転写可能スペーサ層と、（ｅ）任意の接着層とからな
る熱転写ドナーシートを提供する。レセプタ、支持体、転写 スペーサ層および接着層
の少なくとも１つは、画像形成輻射線の一部を熱に変換する輻射線吸収体を含む。画像形
成輻射線は、転写可能スペーサ層をレセプタに選択的に転写して、レセプタ上にスペーサ
部材を形成するための手段を供する。
（ａ）支持体と、（ｂ）第１の輻射線吸収体を含む光熱変換層と、（ｃ）転写可能スペー
サ層と、（ｄ）任意の接着層とからなる の熱転写ドナーシート構造体が提供される。
熱転写ドナーシートは、光熱変換層と転写可能スペーサ層との間に挿入された転写不能中
間層を任意に含むことが可能である。第２の輻射線吸収体は、レセプタ、支持体、転写不
能中間層、転写可能スペーサ層または接着層中に存在すること 可能である。
転写可能スペーサ層は、 その厚みより小さいか、または大
きい間隔寸法を有する 複合 あってもよい。粒子の間隔寸法が転写
可能スペーサ層の厚みより小さいか、または等しい場合 、転写可能層の厚み 、フラッ
トパネルディスプレイ装置を形成する際にスペーサ部材に付着されるレセプタと追加の基
板との間の間隔距離を制御する。粒子の間隔寸法が転写可能スペーサ層の厚みより大きい
場合 、粒子の間隔寸法 、フラットパネルディスプレイ内の間隔寸法を制御する。
別の実施形態において、（１）上述した するステップと、（２
）レセプタと熱転写ドナーシートの転写可能スペーサ層とを密に接触させて配置するステ
ップと、（３）熱転写ドナーシートまたはレセプタの少なくとも１つを画像形成輻射線で
画像状パターンに照射することにより、レセプタまたは熱転写ドナーシート構造体内のい
ずれかの輻射線吸収体が画像形成輻射線の一部を吸収すると共に、その輻射線を熱に変換
するステップと、（４）照射された領域内で転写可能スペーサ層をレセプタに転写するス
テップと、（５）熱転写ドナーシートを除去して、レセプタ上に照射された領域に対応す
るスペーサ部材を形成するステップとを含む フラットパネルディスプレイに用いられる
レセプタ上にスペーサ部材を選択的に配置するための方法を説明する。
更に別の実施形態において、上述した方法が（６）スペーサ部材を基板に付着させて、基
板とレセプタとの間にキャビティを形成するステップと、（７）キャビティを液晶材料で
充填するステップと、（８）基板の周囲をレセプタに対してシールするステップとを更に
含む 液晶ディスプレイ装置を製造する際に用いられる方法を説明する。
本 において用いられるよう 、「密に接触させて」と は、熱処理され 領域
内で材料を十分に転写させるために、材料の転写が画像形成プロセス中に達成できるよう
な２つの表面間における十分な接触を意味する。 、製品を機能させない欠陥が
画像形成された領域内に存在しない。
「スペーサ」または「スペーサ部材」とは、平行な２つの基板（または支持体）を分離す
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る手段を すると共に、同じ平行な２つの基板の一方または双方に対して構造的支持
することが可能な部材を意味する。

「間隔寸法」とは、スペーサ部材により 平行な２つの基板間の間隔距離を意味
する。非複合材有機材料、または複合材が転写可能スペーサ層の厚みより小さい粒子を含
む複合材材料に基づくスペーサ部材の場合、間隔寸法はスペーサ層の厚みに等しい。しか
し、複合材が転写可能スペーサ層の厚みより大きな間隔寸法を有する粒子を含む場合、間
隔寸法は、基板に垂直方向において粒子の直径または高さに等しい。換言すれば、粒子が
球状の場合、球の直径が測定される寸法である。粒子が円筒状（すなわち、ロッド）の場
合、円筒状粒子が円の直径を基板に垂直にするように向いているなら、円筒の直径が用い
られる。しかし、円筒状の粒子がその長さを基板に垂直にするように（すなわち、基板間
における柱）向いている場合、円筒の高さが間隔寸法として用いられる。
「画像形成輻射線」とは、熱転写ドナーシートからレセプタ（または基板）に物質移動層
を画像状に転写させることが可能な輻射線源からのエネルギを意味する。
発明の詳細な説明
本発明は、フラットパネルディスプレイに用いるためのレセプタ（または基板）上にスペ
ーサ部材を配置するための方法に関する。スペーサ部材は、（ａ）支持体と、（ｂ）任意
の光熱変換層と、（ｃ）任意の転写不能中間層と、（ｄ）転写可能スペーサ層と、（ｅ）
任意の接着層とを 含む熱転写ドナーシートを選択的に照射すること
によりレセプタ上に配置される。この方法は、ｉ）レセプタと 熱転写ドナーシー
トとを密に接触させて配置するステップと、 ii）熱転写ドナーシートまたはレセプタ（ま
たはその一部、すなわち、基板、スペーサ層、中間層、光熱変換層および／または接着層
）の少なくとも１つを画像形成輻射線で照射して、スペーサ層をレセプタに転写するため
に照射された領域に十分な熱を供するステップと、 iii）照射された領域内で転写可能ス
ペーサ層をレセプタに転写するステップとを含む。
本発明の熱転写ドナーシートは、上述した層（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）および／または（ｅ
）を支持体上に せることにより することができる。支持体は、熱転写ドナーシ
ートのための支持体として有用である いず 材料から 製造できる
。支持体は、ガラスなどの硬質シート材料または フィルム であってもよい
。支持体は、平滑、粗面、透明、不透明、半透明、シート状または非シート状であっても
よい。適切なフィルム支持体には、ポリエステル、特にポリエチレンテレフタレート（Ｐ
ＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリスルホン、ポリスチレン、ポリカー
ボネート、ポリイミド、ポリアミド、酢酸セルロースおよびセルロースブチレートなどの
セルロースエステル、ポリ塩化ビニルおよびその誘導体ならびに上述した材料の１種以上
を含むコポリマが挙げられる。支持体の一般的な厚みは、約１～２００マイクロメートル
の間である。
転写可能スペーサ層には、有機材料または代わりに粒子または繊維を配合した有機材料か
らなる複合材を含めてもよい。適切な材料には、あらゆる数の公知のポリマ、コポリマ、
オリゴマおよび／またはモノマが挙げられる。適切な高分子結合剤には 硬化性ポリマ
、熱硬化可能ポリマまたは熱可塑性ポリマ 材料

が挙げられ
る。
転写可能スペーサ層が熱硬化可能結合剤を含む場合、熱硬化可能結合剤は、レセプタへの
転写後に架橋されることが可能である。結合剤は、例えば、熱硬化可能結合剤の熱処理、
適切な輻射線源による照射 または化学硬化剤による処理 の熱硬化可能結合剤

切ないず 方法によ 架橋されることが可能である。
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粒子または繊維 、複合材を形成す とが可能である。
粒子または繊維の転写可能スペーサ層への添加は、 のディスプレイ装置に必要な間隔
より小さいかまたは等しい間隔寸法 公知のいずれかの粒子または繊維を用いるこ
とによって達成することが可能である。粒子は、転写可能スペーサ層の厚みより小さい間
隔寸法または転写可能スペーサ層の厚みより大きな間隔寸法を有してもよい。粒子サイズ
が小さい場合、転写可能スペーサ層の厚みによってディスプレイ装置内の間隔が制御され
る。それに対して、大きな粒子を用いる場合、複合材中で用いられる粒子の間隔寸法によ
ってディスプレイ装置内の間隔が制御される。好ましくは、少なくとも５％の粒子、更に
好ましくは、少なくとも１０％の粒子 、スペーサ層の厚みより大きな間隔寸法を有する
。いずれのアプローチもディスプレイ内の基板の均一な分離および支持を達成するための
手段として用いることが可能である。適切な粒子には、 分離の維持に合致するいず
れかの適切な形状（すなわち、球、ロッド、ポスト、三角形および台形）およびサイズ分
布を有する有機および／または無機材料（中実または中空）が挙げられる。好ましい粒子
には、特開平７（１９９５）－２８０６８、米国特許第４，８７４，４６１号、第４，９
８３，４２９号および第５，３８９，２８８号に参照されるものなどのガラスまたはプラ
スチックから構成される現在のＬＣＤスペーサ球、ロッド等が挙げられる。ＬＣＤディス
プレイにおいて、粒子のサイズ分布に対する標準偏差は、平均粒子間隔寸法（すなわち、
球状または円筒状粒子の平均直径または円筒形状粒子の平均高さ）の±２０％であること
が好ましい。更に好ましくは、標準偏差は平均の±１０％である。最も好ましくは、標準
偏差は平均の±５％である。繊維を用いる場合、寸法は、 、繊維のデニール（また
は繊度）として測定される。繊維の長さは、好ましくは、転写され スペーサ部材の直径
より小さい。
分散剤、界面活性剤およびその他の添加剤（すなわち、酸化防止剤、光安定剤およびコー
ティング助剤） 、当業者に公知の通り、粒子および／または繊維の分散を補助するため
、または転写可能スペーサ層に望ましいその他の特性を付与するために添加してもよい。
ディスプレイ中の力を支える部材（例えば、スペーサ層が転写可能スペーサ層の厚みより
大きい粒子間隔寸法を有する粒子を含む場合の粒子およびスペーサ層が転写可能スペーサ
層の厚みより大きい粒子間隔寸法を有する粒子を含まない場合の転写可能スペーサ層）の
圧縮性は、対応するディスプレイ中の均一な間隔空隙を維持するのに十分である

。
熱転写ドナーシートには、画像形成輻射線を吸収すると共に 輻射線エネルギを熱エ
ネルギに変換し、転写可能スペーサ層のドナーシートからレセプタへの転写を促進する輻
射線（または光）吸収材料 物質転写ドナーシートと組合せ 有用である

他の成分 も含めることが可能である。輻射線吸収材料は、入射する画像形成
輻射線の一部を吸収すると共に 画像形成輻射線エネルギを熱エネルギに変換する当
該技術分野で公知のいずれの材料であってもよい。適切な輻射線吸収材料には、吸収染料
（すなわち、紫外線、赤外線または可視波長の光を吸収する染料）、結合剤またはその他
の高分子材料 機または無機顔料 、金
属、金属フィルムまたは適切 の吸収材料が挙げられる。
特に有用である 輻射線吸収材料の例は、赤外線吸収染料である。こ
の の染料の記載は、マツオカ（Ｍａｔｓｕｏｋａ，Ｍ．）、「赤外線吸収材料」、Ｐ
ｌｅｎｕｍ　Ｐｒｅｓｓ、ニューヨーク、１９９０、マツオカ（Ｍａｔｓｕｏｋａ，Ｍ．
）、「ダイオードレーザのための染料の吸収スペクトル」、Ｂｕｎｓｈｉｎ　Ｐｕｂｌｉ
ｓｈｉｎｇ　Ｃｏ． 東京、１９９０、米国特許第４，７７２，５８３号、第４，８３３
，１２４号、第４，９１２，０８３号、第４，９４２，１４１号、第４，９４８，７７６
号、 第４，９４８，７７８号、第４，９５０，６３９号、第４
，９４０，６４０号、第４，９５２，５５２号、第５，０２３，２２９号、第５，０２４
，９９０号、第５，２８６，６０４号、第５，３４０，６９９号、第５，４０１，６０７
号および欧州特許第３２１，９２３号、第５６８，９９３号に ことができる
。 染料は、ベロ（Ｂｅｌｌｏ，Ｋ．Ａ．）ら、Ｊ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．，Ｃｈｅ
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ｍ．Ｃｏｍｍｕｎ．４５２（１９９３）および米国特許第５，３６０，６９４号に記載さ
れている。アミリカンサイアナミド（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｙａｎａｍｉｄ）により、ま
たはＩＲ－９９、ＩＲ－１２６およびＩＲ－１６５の呼称のもとでグレンダーレ・プロテ
クティブ・テクノロジーズ（Ｇｌｅｎｄａｌｅ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｉｅｓ）により販売されているＩＲアブソーバも、米国特許第５，１５６，９３８号
に開示された通り用いてもよい。従来の染料に加えて、米国特許第５，３５１，６１７号
は、輻射線吸収材料としてＩＲ－吸収導電ポリマを使用することを記載している。
好ましい輻射線吸収材料 の例には、カーボンブラック、金属、金属酸化物または金属
硫化物 有機および無機吸収材料が挙げられる。代表的な金属には、周期律表のＩｂ
族、 IIｂ族、 IIIａ族、 IVａ族、 IVｂ族、Ｖａ族、Ｖｂ族、 VIａ族、 VIｂ族および VIII族
の金属元素、 それらの合金、 それら Ｉａ族、 IIａ族、 IIIｂ族の元素との
合金、またはそれらの混合物が挙げられる。特に好ましい金属には、Ａｌ、Ｂｉ、Ｓｎ、
ＩｎまたはＺｎおよびそれらの合金、またはそれらと周期律表のＩａ族、 IIａ族、 IIIｂ
族の元素との合金、 それらの化合物 混合物が挙げられる。これらの金属の

化合物には、Ａｌ、Ｂｉ、Ｓｎ、Ｉｎ、Ｚｎ、Ｔｉ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｗ、Ｃｏ、Ｉｒ
、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ、Ｚｒ、Ｔｅの金属酸化物、硫化物およびそれら
の混合物が挙げられる。
輻射線吸収材料は、支持体と転写可能スペーサ層との間に挿入される「光熱変換層」（Ｌ
ＴＨＣ）と一般に呼ばれる分離層として熱転写ドナーシート中に存在してもよい。代表的
な光熱変換層には、画像形成輻射線を吸収することが可能であると共に、好ましくは熱的
に安定な有機または無機材料の１つ以上の層が挙げられる。光熱変換層が画像形成プロセ
ス中に実質的に損傷を受けていない状態のままになっていることも望ましい。金属フィル
ムを光熱変換層のために用いる場合、金属層は、好ましくは、０．００１と１０μｍとの
間、更に好ましくは０．００２と１．０μｍとの間の厚みを有する。

、光熱変換層 、結合剤中に分散された光吸収粒子（すなわち、カーボンブラッ
ク）を含むこと 可能である。適切な結合剤には、熱硬化性ポリマ、熱硬化可能ポリマま
たは熱可塑性ポリマ フィルム形成ポリマ

が挙げられる。この種の光熱変換層を用いる場合、乾燥コーティング厚み
は、好ましくは、０．０５～５．０マイクロメートル（μｍ）の間、更に好ましくは０．
１～２．０μｍとの間である。
ＬＴＨＣ層が存在する場合、任意の転写不能中間層は、転写可能スペーサ層とＬＴＨＣ層
との間に挿入されることが可能である。中間層を挿入すると、得られる転写画像の光熱変
換層からの汚染のレベル 減少 ると共に、転写画像における歪みの量 減少 る。中間
層は、有機材料または無機材料のいずれであってもよい。転写されたスペーサ部材の損傷
および汚染を最小にする 、中間層 い耐熱性を有すると共に、画像形成プロセス
中に実質的に損傷を受けていない状態のままになり、ＬＴＨＣ層と接触したままの状態に
なる 連続コーティングである 。適切な有機材料には、熱硬化材料（架橋さ
れた）および熱可塑性材料の両方が挙げられる。中間層は、画像形成輻射線波長出力

透過性または反射性のいず あってもよい。
中間層において有用な適切な熱硬化性樹脂には、架橋ポリ（メタ）アクリレート、ポリエ
ステル、エポキシおよびポリウレタンなどの熱架橋材料および 射線架橋材料の両方が挙
げられる。 を容易に行うために、熱硬化性材料は、通常、熱可塑性前駆体として光熱
変換層上に被覆され、その後架橋されて 架橋中間層を形成する。適切な熱可塑性
材料の種類には、ポリスルホン、ポリエステルおよびポリイミドが挙げられる。熱可塑性
中間層は、従来のコーティング手法（すなわち、溶媒コーティング、スプレーコーティン
グまたは押出コーティング）を用いて光熱変換層に被覆 。中間層の
最適な厚みは、光熱変換層の転写および転写されたスペーサ層の歪みが 最小厚
みにより決められ、 、０．０５μｍ～１０μｍの間である。
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中間層材料として用いるのに適切な無機材料には、画像形成輻射線波長 高度に透
過性であると共に、従来の手法（すなわち、真空スパッタリング、真空蒸着またはプラズ
マジェット）を用いて光熱変換層に被覆されることが可能な金属、金属酸化物、金属硫化
物および無機カーボンコーティングが挙げられる。最適な厚みは、光熱変換層の転写およ
び転写された層の歪みが 最小厚みにより決められ、 、０．０１μｍ～１
０μｍの間である。
熱転写ドナーシートは、転写可能スペーサ層の表面上に上塗 される任意の接着層を含む
ことが可能である。接着層は、熱活性化接着剤によって転写可能スペーサ層のレセプタへ
の転写を改善する。接着剤トップコートは、好ましくは無色であるが、用途によって

ィスプレイのコントラストを向上させるため、または特殊な効果を生じさせるために
好ましいことがある。接着剤層は、好ましくは、室温で非粘

着性である。接着剤層は、画像の転写効率を更に補助するために光吸収材料 も含めるこ
とが可能である。好ましい接着剤には、約３０℃～１１０℃の間の溶融温度を有する熱可
塑性材料が挙げられる。適切な熱可塑性接着剤には、ポリアミド、ポリアクリレート、ポ
リエステル、ポリウレタン、ポリオレフィン、ポリスチレン、ポリビニル樹脂、それらの
コポリマおよび 材料が挙げられる。接着剤は、転写画像に熱安定性およ
び耐溶剤性を付与するために熱または光化学架橋剤 も含めることが可能である。架橋剤
には、外部開始剤系または内部自己開始基により熱的にまたは光化学的に架橋可能なモノ
マ、オリゴマおよびポリマが挙げられる。熱架橋剤には、熱エネルギを受けると架橋する
ことが可能な材料が挙げられる。
あるいは、輻射線吸収材料 、レセプタに配合 、またはレセプタの表面上に さ
れた別 のトップコート（すなわち、レセプタ上のブラックマトリックス、レセプタの表
面上に被覆された接着剤トップコート）に配合 て、スペーサ層のレセプタへの転
写を補助すること 可能である。輻射線吸収材料がレセプタ中に存在するか、または画像
形成プロセス中にレセプタに転写される熱転写ドナーシートの一部中に存在する場合、輻
射線吸収材料が画像形成されたレセプタの性能特性（すなわち、 光学特性）

ないことが望ましい。
レセプタは、スペーサの から恩恵を受けるいずれのフラットパネルディスプレイ部材
であってもよい。スペーサは、ディスプレイ装置のディスプレイウィンドウにおける光学
干渉を避けるために に正確に配置される。レセプタは、転写可能スペーサ層の
レセプタへの転写を促進するために、接着剤トップコートで任意に被覆することが可能で
ある 視コントラストを高めるために 表面上にブラックマトリックスを

ことも可能である。ブラックマトリックスは、無機材料（すなわち、金属および
／または金属酸化物、および金属硫化物） 有機材料（すなわち、有機結合剤中の
染料） （すなわち、結合剤中に分散されたカーボンブラック）の

により形成することが可能である。ブラックマトリックスは、一般に、０．００５か
ら５マイクロメータの間の厚みを有する。 、レセプタは、１から２０００マイクロ
メータの間の厚みを有する。
本発明の実施において、熱画像形成部材は、画像形成輻射線（または光）の と同時に
、ＬＴＨＣ層が画像形成輻射線を吸収すると共に、照射された領域においてそれを熱に変
換し、この熱が引続いて、照射された領域において転写可能スペーサ層の転写を促進して
レセプタ上にスペーサ部材を形成するように配置される。
スペーサの形成は、画像形成輻射線源の適切な変調またはマスクを通した露光により行う
ことが可能である。スペーサは、ディスプレイ装置のディスプレイウィンドウにおける光
学干渉を避けるために に正確に配置されることが可能である ラッシュラン
プ、高出力ガスレーザ、赤外可視レーザおよび紫外線レーザ を本発
明において利用することができる。アナログシステムにおいて、マスクは、 スペー
サ位置に対応 画像状パターンで輻射線を選択的に遮るために用いられる。スペーサ層
を転写するのに十分なエネルギ出力を有するフラッシュランプ 、アナログシステムにお
いて用いることが可能である。ディジタルアドレスによるシステムにおいて 、
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レーザまたはレーザダイオード 、スペーサ層を スペーサ位置で基板上に画
像状に転写す 本発明において用いるのに好ましいレーザには、高出力（＞１００ｍＷ
）シングルモードレーザダイオード、ファイバカップルドレーザダイオードおよびダイオ
ード レーザ（すなわち、Ｎｄ：ＹＡＧおよびＮｄ：ＹＬＦ）が挙げられ、最も好
ましいレーザは、ダイオード レーザである。アナログおよびディジタルアドレス
によるシステムの において 、スペーサは、ディスプレイ装置のディスプレイウィ
ンドウにおける光学干渉を避けるために に正確に配置されることが可能である
。スペーサが熱転写部材から基板上に選択的に転写されるため、画像を現像するための湿
式法のステップは不要である。直接画像形成法を用いることで、画像の現像および廃現像
剤の処分用の別の装置、別の方法のステップを追加する必要性はなくなる。
レーザ露光中に、画像形成された材料からの多重反射による干渉パターンの形成を最小に
することが望ましいことがある。これは、種々の方法により達成することができる。最も
一般的な方法は、米国特許第５，０８９，３７２号に記載された通り、入射する画像形成
輻射線 、熱画像形成可能な部材の表面を効果的に粗化することである。 の
方法は、入射する照射が遭遇する第２の 上に反射防止コーティングを用いることであ
る。反射防止コーティングの使用は当該技術分野 、米国特許第５，
１７１，６５０号に記載された通り、 フッ化マグネシウムなどのコ
ーティン ら構成してもよい。コストおよび製造上の制約のために、表面粗化アプロー
チは多くの用途において好ましい。
基板上にスペーサを選択的に配置するための本 に記載 熱転写ドナーシー
トを用いるプロセスの代表的な用途は、液晶ディスプレイ装置の製造である。 ネマ
チックディスプレイ装置は、代表的な液晶ディスプレイの例であり、これは、スペーサ部
材を用いて相互に重なると共に相互に間隔を置 正しく位置合わせされた一対の透明且
つ平面の基板を配置することにより形成されるセルまたは囲いからなる。基板の周囲は、

スクリーン により される接着剤シーラントで接合およびシールされ
て、囲われたセルを形成する。基板上のスペーサ部材間の浅い空間またはキャビティは、
最終 シール 直前に液晶材料で充填される。導電透明電極は、セグメン 計ま
たはＸ－Ｙマトリックス設計のいずれかで基板の内面上に配置されて、複数の画素を形成
する。 コーティングは、液晶ディスプレイセルの内面の部分に されて、
ディスプレイの表面との において液晶材料の を生じさせる。これにより、
液晶材料 、セルに関連 偏光子の に対して補完する角度を通る光を確実
に回転させる。偏光部材は、ディスプレイの型式に応じて任意であり、用いられる時には
ディスプレイの１つ以上の表面と ことが可能である。透過 でなく反
射ディスプレイが 場合 、 下部基板と ことが可能で
ある。その場合、下部基板は、透明である必要はない。レセプタは、その表面上に被覆さ
れた 層を任意に含んでもよい。この場合、スペーサは、 層に密
着される。スペーサは、レセプタと密に接触 熱転写ドナー部材を選択的に照射す
ることにより、上述のプロセスを用いてレセプタ（または 層）上に配置され
る。
上述の液晶ディスプレイの構成部分および組立手法 。例えば
、組立のための一般的な は、「ＬＣＤの材料および組立プロセス」、Ｌｉｑｕｉｄ　
Ｃｒｙｓｔａｌｓ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｕｓｅｓ、Ｂｉｔｅｎｄｒａ　Ｂ
ａｈａｄｕｒ編、Ｗｏｒｌｄ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　 　Ｃｏ．　
Ｐｔｅ．　Ｌｔｄ．、１巻、７章（１９９０）に ことができる。
以下の非限定的な実施例は、本発明を更に説明するものである。
実施例
以下で用いた材料は、特に明記しないかぎり、アルドリッチ・ケミカル・カンパニ（Ａｌ
ｄｒｉｃｈ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．）（ウィスコンシン州、ミルウォーキー）から入
手したものである。
以下の実施例は、以下のプロセスを用い ガラス基板上へのスペーサの形成を例示するも
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のである 転写ドナー部材の被覆 を 配
置することにより、スペーサをガラス基板上に形成し、 、フラットフィールド走査構
成においてシングルモードＮｄ：ＹＡＧレーザを用いてスペーサを画像形成した。レーザ
は、熱転写部材の基板側で入射し、転写部材／ガラスレセプタ表面に対して垂直であった
。走査は、ｆ－シータ走査レンズを用いて画像平面に焦点を当てられたリニアガルバノメ
ータで行った。画像平面に対する電力は、８ワットであった。レーザスポットサイズ（１
／ｅ 2強度で測定）は、１４０×１５０マイクロメータであった ーザスポット 速
度は、画像平面で測定して４．６メートル／秒であった。
実施例１
＃９コーティングロッドを用いて、０．１ｍｍ（３．８８ｍｉｌ） ＰＥＴ基板上に以下
のＬＴＣＨコーティング溶液を被覆することにより、カーボンブラック光熱変換層を
した。
ＬＴＣＨコーティング溶液１
成分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重量部
Ｒａｖｅｎ　７６０Ｕｌｔｒａカーボンブラック顔料　　　　　　　　　　　３．７８
（コロンビアンケミカルズ（Ｃｏｌｕｍｂｉａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ）社製、ジョージ
ア州、アトランタ）
Ｂｕｔｖａｒ　Ｂ－９８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．６７
（ポリビニルブチラール樹脂、モンサント（Ｍｏｎｓａｎｔｏ）社製、ミズーリ州、セン
トルイス）
Ｊｏｎｃｒｙｌ　６７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０２
（アクリル 樹脂、ジョンソン＆サン（Ｓ．Ｃ．Ｊｏｈｎｓｏｎ　＆　Ｓｏｎ）社製、ウ
ィスコンシン州、ラシーヌ）
Ｄｉｓｐｅｒｂｙｋ　１６１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３４
（分散 剤、ビク　 （Ｂｙｋ　Ｃｈｅｍｉｅ）社製、コネチカット州、ウォーリン
グフォード）
ＦＣ－４３０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
（フッ素系界面活性剤、スリーエム（３Ｍ）社製、ミネソタ州、セントポール）
ＳＲ　４５４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２．７４
（ペンタエリスリトールテトラアクリレート、サートマ（Ｓａｒｔｏｍｅｒ）社製、ペン
シルバニア州、エクストン）
Ｄｕｒａｃｕｒｅ　１１７３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．４８
（２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニル－１－プロパノン光開始剤、チバガイギ（
Ｃｉｂａ－Ｇｅｉｇｙ）社製、ニューヨーク州、ホーソーン）
１－メトキシ－２－プロパノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７．５９
メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４１．３８
コーティングを８０℃で３ 間乾燥し、その後、コーティングを３００ｗ／インチＨ－バ
ルブが装着されたＦｕｓｉｏｎ　ＵＶ　Ｃｕｒｉｎｇ　Ｍｏｄｅｌ　ＭＣ－６ＲＱＮで、
２２．９ｍ／ｍｉｎ（７５ｆｔ．／ｍｉｎ）のウェブ移動速度を用いてＵＶ硬化させた。
硬化されたコーティングは、３マイクロメータの厚みおよび ｎｍで１．２の光学

を有していた。
光熱変換層のカーボンブラックコーティング上に、＃４コーティングロッドを用いて保護
中間層溶液１を被覆した。
保護中間層コーティング溶液１
成分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重量部
Ｎｅｏｒａｄ　ＮＲ－４４０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３８．００
（水中 ５０％ 非揮発分、ゼネカレジンズ（Ｚｅｎｅｃａ　Ｒｅｓｉｎｓ）社製、マサ
チュセッツ州、ウィルミントン）
Ｄｕｒａｃｕｒｅ　１１７３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．００
水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６１．００
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コーティングを８０℃で３分 乾燥し、その後、コーティングを３００ｗ／インチＨ－バ
ルブが装着されたＦｕｓｉｏｎ　ＵＶ　Ｃｕｒｉｎｇ　Ｍｏｄｅｌ　ＭＣ－６ＲＱＮで、
２２．９ｍ／ｍｉｎ（７５ｆｔ．／ｍｉｎ）のウェブ移動速度を用いてＵＶ硬化させた。
硬化されたコーティングは、１マイクロメータの厚みを有していた。

、中間層を以下に示した転写可能スペーサ層コーティング溶液１で上塗 した。
転写可能スペーサ層コーティング溶液１
成分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重量部
Ｅｌｖａｃｉｔｅ　２７７６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０．００
（アクリル系 樹脂、アイシーアイ・アクリリックス（ＩＣＩ　Ａｃｒｙｌｉｃｓ）社製、
ミズーリ州、セントルイス）
Ｎ，Ｎ－ジメチルエタノールアミン　　　　　　　　　　　　　　　　　　７６．００
水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．００
＃４、＃６、＃８および＃１０線巻きバーを用いて、別個の４つのコーティングを製造し
、すべてのコーティングを６０℃で３分 乾燥した。 ４ のサンプル上の乾燥し
たコーティングの厚みは、１から２マイクロメートルの範囲であった。
上述のレーザ画像形成システムを用いて、７５ｍｍ×５０ｍｍ×１ｍｍの
上に熱転写部材を画像形成した。スペーサ層をガラスにうまく転写して、約９５マイクロ
メートル幅の平行線を生じさせた に転写されたスペーサ上に追加のスペーサ層を転写
することにより 増加させて、転写された当初のスペーサ線の
高さの数倍の高さを有するスペーサ線を形成することができることも実証された。これは
、前に転写されたスペーサの位置に された転写線の位置に 追加の熱転写
部材で画像形成ステップを繰 返すことにより達成された。
実施例２
この実施例は、スペーサ転写層の厚みより小さい粒子間隔寸法を有するシリカ粒子を含む
複合材転写可能スペーサ層を有する熱転写部材を例示する。
２２８．６ヘリカルセル／線ｃｍ（９０ヘリカルセル／線インチ）の クログラビアロ
ールを用いて、Ｙａｓｕｉ　Ｓｅｉｋｉ　Ｌａｂ　Ｃｏａｔｅｒ，モデル　ＣＡＧ－１５
０で０．１ｍｍ（３．８８ｍｉｌ） ＰＥＴ基板上に以下のＬＴＨＣコーティング溶液２
を被覆することにより、カーボンブラック光熱変換層を調製した。
ＬＴＨＣコーティング溶液２
成分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重量部
Ｒａｖｅｎ　７６０カーボンブラック顔料　　　　　　　　　　　　　　　　３．７８
Ｂｕｔｖａｒ　Ｂ－９８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．６７
Ｊｏｎｃｒｙｌ　６７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．０２
Ｄｉｓｐｅｒｂｙｋ　１６１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．３４
ＦＣ－４３０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０１
ＳＲ　３５１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２．７４
（トリメチロールプロパントリアクリレート、サートマ（Ｓａｒｔｏｍｅｒ）社製、ペン
シルバニア州、エクストン）
Ｄｕｒａｃｕｒｅ　１１７３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．４８
１－メトキシ－２－プロパノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７．５９
メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４１．３８
コーティングを４０℃でインライン乾燥し、Ｈ－バルブが装着されたＦｕｓｉｏｎ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ　Ｍｏｄｅｌ　 ６００（４００ワット／インチ）ＵＶ硬化システムを用いて、
６．１ｍ／ｍｉｎ（２０ｆｔ．／ｍｉｎ）でＵＶ硬化させた。乾燥されたコーティングは
、 ３．５マイクロメータの厚みおよび１０６４ｎｍで１．２の光学 を有していた。
光熱変換層のカーボンブラックコーティング上に、Ｙａｓｕｉ　Ｓｅｉｋｉ　Ｌａｂ　Ｃ
ｏａｔｅｒ，モデル　ＣＡＧ－１５０を用いて保護中間層溶液２を輪転グラビア被覆した
。このコーティングをインライン乾燥（４０℃）し、Ｈ－バルブが装着されたＦｕｓｉｏ
ｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｍｏｄｅｌ　 ６００（６００ワット／インチ）ＵＶ硬化システムを
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用いて、６．１ｍ／ｍｉｎ（２０ｆｔ．／ｍｉｎ）でＵＶ硬化させた。 中間層コ
ーティングの厚みは、約１μｍであった。このＬＩＴＩドナー部材を「ＬＩＴＩドナー部
材　Ｉ」と表した。
保護中間層コーティング溶液２
成分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重量部
Ｂｕｔｖａｒ　Ｂ－９８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．９９
Ｊｏｎｃｒｙｌ　６７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．９７
ＳＲ　３５１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５．８４
Ｄａｒａｃｕｒｅ　１１７３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．９９
１－メトキシ－２－プロパノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３１．６８
２－ブタノン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４ ２

、ＬＩＴＩドナー部材Ｉの保護層を＃１０線巻きバーを用いて以下の転写可能スペー
サ層コーティング溶液２で上塗 し、６０℃で２分 乾燥した。乾燥されたコーティング
の厚みは、プロフィロメトリにより約２．７マイクロメータと測定された。
転写可能スペーサ層コーティング溶液２
成分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重量部
Ｅｌｖａｃｉｔｅ　２７７６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９．６２
ＥＭＳ－Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｇｒｉｌｏｎ　　　　　　　　　　　　　　　　０．３９
Ｐｒｉｍｉｄ　ＸＬ－５５２（ －アメリカングリロン（ＥＭＳ－Ａｍｅｒｉｃａｎ
　Ｇｒｉｌｏｎ）社製、サウスカロライナ州、サムター）
Ｎａｌｃｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　２３２７　　　　　　　　　　　　　　　２５．００
（水中で４０重量％ ＳｉＯ 2、ナルコケミカル（Ｎａｌｃｏ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ）社製
、イリノイ州、シカゴ）
Ｎ，Ｎ－ジメチルエタノールアミン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．９６
水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７６．０４
熱転写部材のスペーサ層（有機結合剤／ＳｉＯ 2コーティング）を７５ｍｍ×５０ｍｍ×
１ｍｍの レセプタと密に接触させて配置し、上述の手順を用いて画像状に
画像形成して、４００マイクロメートルの中心－中心間隔で、約６０マイクロメートル
幅、２．７マイクロメートル 厚みのスペーサ線を転写した。画像形成後、画像形成され
たガラスレセプタを窒素雰囲気 で一時間、２５０℃に加熱して スペーサ線を架橋させ
た。
実施例３
この実施例は、転写可能スペーサ層の厚みより大きな間隔寸法を有する粒子を含む複合材
転写可能スペーサ層を有する熱転写部材を例示している。
実施例２におけるＬＩＴＩドナー部材Ｉの保護中間層を、転写可能スペーサ層コーティン
グ溶液２に 実施例２に記載したのと同じ手順を用いて、転写可能スペーサ層コーテ
ィング溶液３で上塗 した。
転写可能スペーサ層コーティング溶液３
成分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重量部
Ｅｌｖａｃｉｔｅ　２７７６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４．４２
ＥＭＳ－Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｇｒｉｌｏｎ　Ｐｒｉｍｉｄ　ＸＬ－５５２　　０．５８
ＺｒＯ 2４－８マイクロメートル直径粒子 *　　　　　　　　　　　　　　　　５．００
Ｎ，Ｎ－ジメチルエタノールアミン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．００
水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７６．００
*米国特許第５，０１５，３７３号の実施例５、調製Ａにおいて調製されたもの。
熱転写部材のスペーサ層（有機結合剤／ＺｒＯ 2コーティング）を７５ｍｍ×５０ｍｍ×
１ｍｍの レセプタと密に接触させて配置し、上述の手順を用いて画像状に
画像形成して、３００マイクロメートルの中心－中心間隔で、約１０５マイクロメートル

幅、３．０マイクロメートル 厚みのスペーサ線を転写した。画像形成後、画像形成さ
れたガラスレセプタを窒素雰囲気で一時間、２５０℃に加熱して スペーサ線を架橋させ
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得られた

７．５
次に

り 間

ＥＭＳ

の

スライドガラス
の

の
中 、

ついて
り
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の の
、
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